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Drehanode fiir Rontgenréhren.

@ Zwischen einem Grundkorper (1) aus Kohlenstoff und
einer Elektronenauffangschicht (5) aus einem Schwermetali
ist eine aus mehreren Lagen (2, 3, 4) bestehende Zwischen-
'schicht angeordnet. Die an den Grundkorper (1) an-
schlieRende Lage (2) der Zwischenschicht und die an die Eiek-
tronenauffangschicht anschlieRende Lage (4) der Zwischen-
schicht bestehen aus reinem Rhenium. Zwischen diesen bei-
den Lagen ist eine weitere Lage (3) aus einer Legierung von
Rhenium mit mindestens einem karbidbildenden Metali, z.B.
Wolfram, Tantal oder Hafnium, angeordnet. Durch diesen
Aufbau der Zwischenschicht wird eine Barriere gegen die
Kohienstoffdiffusion geschaffen, die nahezu die Warmelei-
tungseigenschaften von Metallen aufweist und die auch bei
Temperaturen oberhalb 1500 K einen ausreichenden Schutz
gegen das Eindringen von Kohlenstoff in die Elektronen auf-
fangschicht bietet.
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"Drehanode filir Rontgenrdhren"

Die Erfindung betrifft eine Drehanode fiir Rontgenrdhren
mit einem Grundk@rper aus Kohlenstoff, einer Elektronen-
auffangschicht aus einem Schwermetall und einer aus
mehreren!Lagen bestehenden rheniumhaltigen Zwischenschicht,

die zwischen dem Grundkodrper und der Elektronenauffang-
schicht angeordnet ist.

Der Grundkdrper der Drehanode besteht z.B. aus Graphit,
insbesondere Elektrographit, aus pyrolytischem Graphit
oder aus Schaumkohlenstoffen, wie sie z.B. in den

DE-0S 24 53 204 und 26 48 900 beschrieben sind. Der Grund-
kOrper kann auch aus Teilelementen aus diesen Werkstoffen,

z.B. aus Elektrographit und pyrolytischem Graphit, zusammen-
gesetzt sein.

Die Elektronenauffangschicht wird in der Literatur auch
als Elektronen-Auftreffteil (DE-PS 21 15 896), rodntgen-
aktive Schicht oder Antikathoden- bzw. Prallelektroden-
schicht (DE-0S 27 48 566) bezeichnet. Sie besteht z.B.
aus Wolfram, Molybd#n, Tantal oder Legierungen dieser
Metalle untereinander oder mit Rhenium.

Aus der AT-PS 281 215 ist eine Drehanode bekannt, bei der
zwischen dem Grundkorper aus Graphit und der Elektronenauf-
fangschicht aus Wolfram hizw. einer Wolframlegierung, die
z.B. Osmium oder Iridium enthidlt, eine Zwischenschicht aus
Rhenium angeordnet ist. {jurch diese Zwischenschicht wird
zwar eine Diffusion des Graphits in die Elektronenauffang-
schicht praktisch vollkommen unterbunden. Bei den Unter-
suchungen, die zur Erfindung gefiihrt haben, wurde aber
festgestellt, daB die erwiinschte Diffusionshemmung oberhalb
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von 1500 K fiir eine hinreichend lange Zeit nur mit mehr
als 10 um dicken und damit teuren Zwischenschichten aus
Rhenium erreicht wird. -

Bei der aus der DE-0S 27 48 566 bekannten Drehanode ist
zwischen dem aus Graphit bestehenden Grundkodrper und der
aus Wolfram oder einer Wolframlegierung bestehenden Elek-
tronenauffangschlcht eine Rhenium und Molybdsn enthaltende
Zwischenschicht angeordnet. Die Zwischenschicht besteht

aus zwei Lagen, wobei die mit dem Grundkorper in Beriihrung
stehende Lage eine groBe Menge an Rhenium, z.B. 70 bis

90 Gew.% Rhenium, bezogen auf das Gesamtgewicht von
Rhenium und Molybdédn, enthalt wihrend die mit der Elek-
tronenauffangschicht in Beriihrung stehende Schicht eine
groBe Molybdinmenge enthdlt. Molybddnhaltige Zwischen-
schichten ergeben zwar eine gute Haftung. Molybdin bildet
jedoch mit dem Graphit des Grundkdrpers bei Temperaturen
von bzw. von mehr als 15007K,Mb1de§nxarbid, das ein relativ
schlechtes Warmeleitvermdgen hat und auSlerdem die Haftung
zwischen der Elektronenauffangschicht, z.B. aus Wolfram,
einerseits und dem Grundkdrper aus Graphit andererseits
beeintréchtigt, so daB es bei léngerer Elektronenstrahl-
belastung zum vodlligen Ablosen der Elextronenauffangschlcht
vom Grundkdrper Kommen Kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unterhalbdb der
Elektronenauffangschicht eine Barriere'gegen die Kohlen-
stoffdiffusion zu schaffen, die nahezu die Wirmeleitungs-
eigenschaften von Metallen aufweist und die auch bei Tempe-
raturen oberhalb 1500 K einen ausreichenden Schutz gegen

das Eindringen von Kohlenstoff in die Elektronenauffang-
schicht bietet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemidf dadurch-gelﬁst, daB die
an den Grundkorper anschlieBende Lage der Zwischenschicht
und die an die Elektronenauffangschicht anschlieBende Lage
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der Zwischenschicht aus reinem Rhenium bestehen und daB
zwischen diesen beiden Lagen eine weitere Lage aus einer-

Legierung von Rhenium mit mindestens einem karbidbildenden
Metall angeordnet ist.

Die Legierung enth#lt vorzugsweise 1 bis 25 Mol % karbid-
bildende Metalle.

|
Karbidbildende Metalle sindz.B. Titan, Zirkonium, Hafnium,
Vanadium, Niob, Tantal, Chrom, Molybd&n, Wolfram und

einige Seltene Erden (US-PS 29 79 813) sowie Nickel und
Eisen (DE-PS 896 234). )

Bevorzugt werden Rheniumlegierungen mit 1 bis 25 Mol %

Wolfram oder 1 bis 5 Mol % Tantal oder 1 bis 3 Mol %
Hafnium.

Die an den GrundkOrper anschlieflende Lage aus reinem
Rhenium ist vorzugsweise 1 bis 20 um, insbesondere 5 um,
dick. Die aus der Rehniumlegierung bestehende Lage ist
vorzugsweise 1 bis 30 um, insbesondere 4 um, dick. Die an
die ElektronenauffangschichtanschlieBende Lage aus reinem

Rhenium ist vorzugsweise 1 bis 20 um, insbesondere 2 um,
dick. '

Die einzelnen Lagen der Zwischenschicht werden z.B. durch
Abscheidung aus der Gasphase hergestellt. Dabei werden die
reinen Rheniumschichten vorzugsweise durch Reduktion von
Rheniumhalogeniden mit Wasserstoff gewonnen. Bei der Ab-
scheidung der aus einer Rheniumlegierung bestehenden Lage
werden gasftrmige Gemische von Rheniumhalogeniden und

Halogeniden der gewlinschten Metallzusdtze mit Wasserstoff
reduziert.

Durch den erfindungsgeméfien mehrlagigen Aufbau wird er-
reicht, daBl bei Temperaturen der Zwischenschicht unterhald
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1500 K - wie sie in Drehanoden in etwa 80 % der Belastungs-
zeit auftreten - die diffusionshemmende Wirkung der an

den Grundkdrper anschliefBlenden Lage aus reinem Rhenium
ausreicht. Bei Temperaturen oberhalb 1500 X - die in etwa
20 % der Belastungszeiten auftreten - werden die durch

die zuvor genannte Lagé hindurchdiffundierenden Kohlen~
stoffatome von den karbidbildenden Metallen aufgefangen.
Wegen dqr geringen Konzentration an KarbidbildendenrMetallen
in der aus der Legierung bestehenden Lage der Zwischen-
schicht hat die Karbidbildung kaum nachteilige Auswir-
kungen auf die Warmeleitung oder die Haftung. Schlief3lich
gewdhrleistet die an die Elektronenauffangschicht an-
grenzende Lage aus Rhenium, daB der'Kohlenstoffaustausch
zwischen den Karbiden in der ZwischénSChichtrundVdem'Metall,
z.B. Wolfram, der Elektronenauffangschicht weitgéhend |
unterbunden wird. ‘

Der erfindungsgemife Aufbau der als Diffusionsbarriere

20

25

30

wirkenden Zwischenschicht mit duBeren Lagen aus reinem
Rhenium ermdglicht auch die Einhaltung der bereits be-
kannten, guten mechanischen Eigenschaften von Rhenium-
Zwischenschichten. Die Wirksamkeit der mehrlagigen Rhenium-
Zwischenschicht wird noch dadurch verbessert, daB der
mittlere Diffusionskoeffiiient mit fortschreitender Karbid-
bildung im mittleren Teil der Barrieren kleiner wird, was
zZu einer.erhﬁhteh Lebensdauer fiihrt.

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung
dargestellt und wird im folgenden n&her beschrieben.
Es zeigen ' ' :
Fig. 1 eine Drehanode im Schnitt 7
Fig. 2 ein schematisches Schnittbild einer
Schichtenfolge zur Diffusionshemmung.

35 Der Grundkdrper 1 besteht aus Elektrographit. Die Metall-

schichten 2 bis 5 werden durch Abscheiden aus der Gasphase
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nur auf die abgeschrigte Stirnflédche des Grundkdrpers
der Drehanode aufgebracht. Die Rheniumschicht 2 ist

5 um dick. Die Schicht 3, die aus mit 5 Mol % Tantal
dotiertem Rhenium besteht, hat eine Dicke von 4 um.
Die Schicht 4 aus reinem Rhenium ist 2 um dick und die

Elektronenauffangschicht 5 aus Wolfram hat eine Dicke
von 200 um.

!
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PATENTANSPRUCHE:

1. Drehanode fiir Rontgenrdhren mit einem
Grundktrper (1) aus Kohlenstoff, einer Elektronenauffang-
schicht (5) aus einem Schwermetall und einer aus mehreren
Lagen bestehenden rheniumhaltigen Zwischenschicht, die
zwischen dem Grundkdrper (1) und der Elektronenauffang-
schicht (5) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, &8 die an den Grundkﬁrper (1) an-
schliefende Lage (2) der Zwischenschicht und die an die
an die Elektronenauffangschicht (5) anschlieBende lLage (4)
der Zwischenschicht aus reinem Rhenium bestehen und daB
zwischen diesen beiden Lagen eine weitere Lage (3) aus

einer Legierung von Rhenium mit mindestens einem karbid-
bildenden Metall angeordnet ist.

2. Drehanode nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichret, daB die Legierung, aus der die
weitere Lage (3) besteht, 1 bis 25 Mol% karbidbildende
Metalle enthdlt.

3. Drehanode nach Anspruch 2,

dadurch gexennzeichnet, daB die Legierung, aus der die
weitere Lage (3) besteht, 1 bis 25 Mol% Wolfram oder

1 bis 5 Mol% Tantal oder 1 bis 3 Mol% Hafnium enthilt.

4, ) - Drehanode nach Anspruch 1;bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daB die an den Grundkdrper (1)
anschliefende Lage (2) aus reinem Rhenium 1 bis 20 um
dick ist.

5. Drehanode nach Ansprubhr1,bis b,
dadurch gekennzeichnet, daB die aus der Rheniumlegierung
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bestehende Lage (3) 1 bis 30 um dick ist.

Drehanode nach Anspruch 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB die an die Elektronenauffang-

schicht (5) anschlieBende lLage (%) aus reinem Rhenium
1 bis 20 um dick ist.
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